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פיז ור  .   אפ קטיביות מערכת הארקה:נחיצות המ דידה1.
מתח י מגע (זרמי התקלה  במהירות ובצורה א חידה 

). וצעד

 :ערכים מרביים  מותרים2.
.  הגנה–  אוהם  5עד                                

. א יפוס– אוה ם  20עד             

).   אלקטרודות3(  שיטת  השיפוע : שיטה נפו צה3.
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::הגדרות הגדרות 

. חיבור במת כוון למ סה  הכללי ת של הא דמ ה: האר ק ה  

מונח באדמ ה  ובעל מגע /מוליך מ תכת י  ה מ וחדר: אלקט רודה 
ה מגע  בין המ וליך לאדמ ה  . טוב עם ה מ סה  הכללי ת של הא דמ ה

. יכול לה יות במ ישרי ן או דרך בטון של יסוד ה מ בנה

מ וט / צינור מת כתי/פס/לוח/מוליך שזור :  ה מול י ך יכול שי הי ה 
.נחושת , פ לדה  מ צופה, מגולבנתמ פלד ה  

אלקטרודה  ה מורכבת מ חלק י פלד ה : אלקט רודת האר ק ת יסוד
. ה מ חוברים ביני הם  ולזיון הברזל של הי סוד
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::הגדרות הגדרות 

פס מנחושת  או מסגסוגת ה מכ יל ה   : פס  ה שוואת פוטנציאלים
 4 : מ יני מ ליותמ ידות (ר לפחו ת " מ מ 160 נחושת ובחתך 50%לפחו ת  

)מ רוחב"  מ 40 -מ ע ובי ו" מ 

מערכת  ה מ ורכבת מאל ק טרודת  האר ק ת  : האר ק ת יסוד
ומוליך ה מח בר את , פס ה שוואת פוטנציאלים, טבעת גישור, יסוד

.טבעת הגי שור אל פס השוואת ה פוטנציאלים

מדידת  ה תנגדות  מ ערכת  ה ארקה ביחס  למסה   
הכללית  של האדמה 
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הגורמים  המש פ יעים על ה ה תנגדות

שטח מגע בין א לקטרודה  
לאדמה 

הקרקע

: א לק טר ו דת הארק ה
פ לד ה / מ ו ט מנ ח ושת

פילוג הזרם בקרקעפילוג הזרם בקרקע

 קווים שווה פ וטנציאל
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שי טת  השיפ וע: המדידה 
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שי טת  השיפ וע: המדידה 

    מכשיר המדי דה 

פס ריכוז הארק ות 
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שי טת  השיפ וע: המדידה 
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ההת נגדות

*R3<R1<R2%10%100 : ת נאי ראשון
RE

)2,3max(
<

−− RERRER
: ת נאי שני

 ה ת נגדות אלקט רודה  = REאזי , ל "בה ת ק י ים הנ -
יחסי ת  למס ה  הכללי ת של  האד מ ה 

12



Auxiliary
Current

Probe (C)

Auxiliary
Potential
Probe (P)

Ground
Electrode

Under 
Test (X)

P probe must be outside of both 
spheres of influence  for correct 
measurement

משמ עות הצבת  אלקטרודת 
ה פו טנציאל

המרכז לקידום טכנולוגי
AVO-MEGGERבחסות 



Current
Probe 

Position

Distance of Potential Probe from X (dp)
Ground

Electrode
Position

X C

R
es

is
ta

nc
e 

in
 O

hm
s

Current
Probe (C)

Potential
Probe (P)
Positions

Ground
Electrode

Under 
Test (X)

משמ עות הצבת  אלקטרודת 
ה פו טנציאל

המרכז לקידום טכנולוגי
AVO-MEGGERבחסות 



Current
Probe 

Position

Distance of Potential Probe from X (dp)
Ground

Electrode
Position

X C

R
es

is
ta

nc
e 

in
 O

hm
s

Current
Probe (C)

Potential
Probe (P)
Positions

Ground
Electrode

Under 
Test (X)

המרכז לקידום טכנולוגי
AVO-MEGGERבחסות 



Current
Probe 

Position

Distance of Potential Probe from X (dp)
Ground

Electrode
Position

X C

R
es

is
ta

nc
e 

in
 O

hm
s

Current
Probe (C)

Potential
Probe (P)
Positions

Ground
Electrode

Under 
Test (X)

המרכז לקידום טכנולוגי
AVO-MEGGERבחסות 



Current
Probe 

Position

Distance of Potential Probe from X (dp)
Ground

Electrode
Position

X C

R
es

is
ta

nc
e 

in
 O

hm
s

Current
Probe (C)

Potential
Probe (P)
Positions

Ground
Electrode

Under 
Test (X)

המרכז לקידום טכנולוגי
AVO-MEGGERבחסות 



Current
Probe 

Position

Distance of Potential Probe from X (dp)
Ground

Electrode
Position

X C

R
es

is
ta

nc
e 

in
 O

hm
s

Current
Probe (C)

Potential
Probe (P)
Positions

Ground
Electrode

Under 
Test (X)

המרכז לקידום טכנולוגי
AVO-MEGGERבחסות 



Current
Probe 

Position

Distance of Potential Probe from X (dp)
Ground

Electrode
Position

X C

R
es

is
ta

nc
e 

in
 O

hm
s

Current
Probe (C)

Potential
Probe (P)
Positions

Ground
Electrode

Under 
Test (X)

המרכז לקידום טכנולוגי
AVO-MEGGERבחסות 



Current
Probe 

Position

Distance of Potential Probe from X (dp)
Ground

Electrode
Position

X C

R
es

is
ta

nc
e 

in
 O

hm
s

Current
Probe (C)

Potential
Probe (P)
Positions

Ground
Electrode

Under 
Test (X)

המרכז לקידום טכנולוגי
AVO-MEGGERבחסות 



Current
Probe 

Position

Distance of Potential Probe from X (dp)
Ground

Electrode
Position

X C

R
es

is
ta

nc
e 

in
 O

hm
s

Current
Probe (C)

Potential
Probe (P)
Positions

Ground
Electrode

Under 
Test (X)

המרכז לקידום טכנולוגי
AVO-MEGGERבחסות 



Current
Probe 

Position

Distance of Potential Probe from X (dp)
Ground

Electrode
Position

X C

R
es

is
ta

nc
e 

in
 O

hm
s

Current
Probe (C)

Potential
Probe (P)
Positions

Ground
Electrode

Under 
Test (X)

המרכז לקידום טכנולוגי
AVO-MEGGERבחסות 



Current
Probe 

Position

Distance of Potential Probe from X (dp)
Ground

Electrode
Position

X C

R
es

is
ta

nc
e 

in
 O

hm
s

Current
Probe (C)

Potential
Probe (P)
Positions

Ground
Electrode

Under 
Test (X)

המרכז לקידום טכנולוגי
AVO-MEGGERבחסות 



Current
Probe 

Position

Distance of Potential Probe from X (dp)
Ground

Electrode
Position

X C

R
es

is
ta

nc
e 

in
 O

hm
s

Current
Probe (C)

Potential
Probe (P)
Positions

Ground
Electrode

Under 
Test (X)

המרכז לקידום טכנולוגי
AVO-MEGGERבחסות 



Current
Probe 

Position

Distance of Potential Probe from X (dp)
Ground

Electrode
Position

X C

R
es

is
ta

nc
e 

in
 O

hm
s

Current
Probe (C)

Potential
Probe (P)
Position

Ground
Electrode

Under 
Test (X)

True system 
resistance 
measured 
here

המרכז לקידום טכנולוגי
AVO-MEGGERבחסות 



Current
Probe 

Position

Distance of Potential Probe from X (dp)
Ground

Electrode
Position

X C

R
es

is
ta

nc
e 

in
 O

hm
s

Current
Probe (C)

Potential
Probe (P)
Position

Ground
Electrode

Under 
Test (X)

True system 
resistance 
measured 
here

Usually approx 62% 
of X to C distance

המרכז לקידום טכנולוגי
AVO-MEGGERבחסות 



המרכז לקידום טכנולוגי
AVO-MEGGERבחסות 

 הנ ק ודות   2שי טת : המדידה 
)  שיטה י שרה(

צנרת מים  
מת כתית 

גישור
הדקי 

אלק טרוד ות 
עזר

מכ שירי 
המדידה 

מוליכי גישור 
הדקים 

למערכ ת הארקת מ תקן 

נ י ת ו ק   
האלקטרודה  

מ מערכת  
הארקת   מ ת ק ן  אלק טרוד ת 

הארקה

אדמה 

מ וליכי   
המדידה
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 הנ ק ודות   2שי טת : המדידה 
)  שיטה י שרה(
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]:מ טר[כללי  אצבע למיקום אלקטרודות המדידה 

מערכת 
הארקה   

אלק ט רוד ה 
אחת  

2
אלק ט רוד ות  

מספר  
אלק ט רוד ות  
או מו ליכים  

ב מ ק ב יל 
מ י קו ם  
Cאלק ט  '

1530- 4060>

מ י קו ם  
Pאלק ט  '

920- 2540>
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]:מ טר[כללי  אצבע למיקום אלקטרודות המדידה 

אלכסון 
מע' הארק'

51324
66426
966012

1358424
1509330
21313260

C 'אלקטP 'אלקט



המרכז לקידום טכנולוגי
AVO-MEGGERבחסות 

מדידה בא מצעות  
צבת

:עקרון שי טת  המדידה

  kHz 2.4הזרמת זרם בתדר 

ממקור מתח  קבוע וחישוב 

.ההתנגדות  לפי חוק  או הם

:חישוב
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